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(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ANPRESSEN EINES OBEREN POLIERTUCHS GEGEN EINEN
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(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for pressing an upper polishing cloth against an upper polishing plate of
a machine for simultaneously polishing a front side and a rear side of a semiconductor wafer between the upper polishing plate and a
lower polishing plate. The device comprises: two parallel linear rails which are arranged at a short distance above the lower polishing
plate in parallel with an intermediate radius of the lower polishing plate; a main body to which the linear rails are attached; two driven
carriages which can be moved along the linear rails; actuators which are carried by the carriages for raising and lowering a roller which
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is attached to the actuators and arranged between the linear rails; and a controller for synchronously moving the carriages back and
forth between an outer and an inner pin ring of the machine and for synchronously moving the actuators.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung und Verfahren zum Anpressen eines oberen Poliertuchs gegen einen oberen Polierteller einer
Maschine zum gleichzeitigen Polieren einer Vorderseite und einer Riickseite einer Halbleiterscheibe zwischen dem oberen Polierteller
und einem unteren Polierteller; Die Vorrichtung umfasst zwei parallel liegende Linearschienen, die in geringem Abstand tiber dem
unteren Polierteller parallel zu einem dazwischenliegenden Radius des unteren Poliertellers angeordnet sind; einen Grundkdrper, auf
dem die Linearschienen befestigt sind; zwei entlang der Linearschienen bewegbare, angetriebene Schlitten; von den Schlitten getragene
Aktuatoren zum Anheben und Absenken einer Walze, die an den Aktuatoren befestigt und zwischen den Linearschienen angeordnet
ist; und eine Steuerung zum synchronen Hin- und Herbewegen der Schlitten zwischen einem &uBeren und einem inneren Stiftkranz der
Maschine und zum synchronen Bewegen der Aktuatoren.



